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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A COATED QUARTZ GLASS COMPONENT 

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BESCHICHTETEN BAUTEILS AUS QUARZGLAS 
= 

Abstract: In 	known 	Si02 	layer is 	to 	basic 	body by 	 Si02  = (57) 	 a 	method, a 	slip 	applied 	a 	quartz glass 	means of spraying on an 	slip, 
— the slip layer is dried and sintered to form an Si02-containing functional layer. In order to 	the reproducible 	of a permit 	 production 

functional quartz glass layer, even in the case of surfaces that are curved or inclined with respect to the vertical, having high layer 
— thicknesses which satisfy high requirements on the layer homogeneity, the invention proposes that the slip contain the following 

components in a dispersion liquid: splintery, amorphous Si02  granules having a grain size distribution having a D50 value in the 
range of 3 	to 30 	and having a 	by weight of at least 10% by weight, based on the total solids content; spherical, iim 	p.m 	 proportion 

— amorphous Si02  particles having a particle size distribution having a D50 value in the range of 1µm to 50 p.m and having a pro- 
portion by weight of at least 30% by weight, based on the total solids content; Si02 nano particles having particle sizes of less 

M than 100 nm and having a proportion by weight between 0.2% and 10% by weight, based on the total solids content; and a non-io - 
"6(-4 	nic, alkali-free surfactant having a proportion in the range of 0.005 to 0.5%, based on the volume of the dispersion liquid. 
ei (57) Zusammenfassung: Bei einem bekannten Verfahren wird auf einem Basiskorper aus Quarzglas eine Si02-Schlickerschicht 
N 	durch Aufsprilhen eines Si02-Schlickers aufgebracht, die Schlickerschicht getrocknet und zu einer Si02-haltigen Funktionsschicht 
f'1 	gesintert. Um eine reproduzierbare Herstellung einer Funktionsschicht aus Quarzglas auch bei gewolbten oder zur Vertikalen ge- 
II' 0 neigten Oberflachen mit groBen Schichtdicken zu ermoglichen, die hohen Anforderungen an die Schichthomogenitat genilgt, wird 
----. 	erfmdungsgemaB vorgeschlagen, dass der Schlicker in einer Dispersionsfliissigkeit folgende Komponenten enthalt: splittrige, 
Il  amorphe Si02-Kornung mit einer KorngroBenverteilung mit einem D50-Wert im Bereich zwischen 3 1,1m und 301,1m mit einem auf 1-1 
C den gesamten Feststoffgehalt bezogenen Gewichtsanteil von mindestens 10 Gew.-%, spharische, amorphe Si02-Teilchen mit einer 
N TeilchengroBenverteilung mit einem D50-Wert im Bereich zwischen 1 1,1m und 50 [tm, mit einem auf den gesamten Feststoffgehalt 

O bezogenen Gewichtsanteil von mindestens 30 Gew. -%, Si02- Nanoteilchen mit TeilchengroBen von weniger als 100 nm mit ei-
nem auf den gesamten Feststoffgehalt bezogenen Gewichtsanteil zwischen 0,2 Gew.-% und 10 Gew.-%, ein nichtionisches, alkali-
freies Tensid mit einem auf das Volumen der Dispersionsfliissigkeit bezogenen Anteil im Bereich von 0,005 bis 0,5 %. 


